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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成29年7月27日(2017.7.27)

【公開番号】特開2017-106817(P2017-106817A)
【公開日】平成29年6月15日(2017.6.15)
【年通号数】公開・登録公報2017-022
【出願番号】特願2015-240941(P2015-240941)
【国際特許分類】
   Ｇ２１Ｆ   9/12     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  20/10     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  20/28     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ２１Ｆ    9/12     ５０１Ｄ
   Ｇ２１Ｆ    9/12     ５０１Ｊ
   Ｂ０１Ｊ   20/10     　　　Ｃ
   Ｂ０１Ｊ   20/28     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成29年6月13日(2017.6.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
一般式：Ｎａ４Ｔｉ４Ｓｉ３Ｏ１６・ｎＨ２Ｏ、（ＮａｘＫ（１－ｘ））４Ｔｉ４Ｓｉ３

Ｏ１６・ｍＨ２Ｏ及びＫ４Ｔｉ４Ｓｉ３Ｏ１６・ｌＨ２Ｏ（これらの式中、ｘは０超１未
満の数を示し、ｎ、ｍ及びｌはそれぞれ０～８の数を示す。）で表される結晶性シリコチ
タネートから選ばれる少なくとも一種と、一般式：Ｎａ４Ｔｉ９Ｏ２０・ｑＨ２Ｏ、（Ｎ
ａｙＫ（１－ｙ））４Ｔｉ９Ｏ２０・ｒＨ２Ｏ及びＫ４Ｔｉ９Ｏ２０・ｔＨ２Ｏ（これら
の式中、ｙは０超１未満の数を示し、ｑ、ｒ及びｔはそれぞれ０～１０の数を示す。）で
表されるチタン酸塩から選ばれる少なくとも一種を含む、セシウム又はストロンチウムの
吸着材であって、粒径２５０μｍ以上１２００μｍ以下の粒子状に成形され、湿潤状態で
０．１Ｎ以上の強度を有する吸着材を１０ｃｍ以上３００ｃｍ以下の層高で充填した吸着
塔に、放射性セシウム及び放射性ストロンチウムを含有する放射性廃液を通水線流速（Ｌ
Ｖ）２ｍ／ｈ以上４０ｍ／ｈ以下、空間速度（ＳＶ）１１ｈ－１以上２００ｈ－１以下で
通水して、当該吸着材に放射性セシウム及び放射性ストロンチウムを吸着させることを含
む、放射性セシウム及び放射性ストロンチウムを含有する放射性廃液の処理方法。
【請求項２】
前記放射性廃液は、Ｎａイオン、Ｃａイオン及び／又はＭｇイオンを含む廃液である、請
求項１に記載の処理方法。
【請求項３】
前記吸着材は、Ｘ線源にＣｕ－Ｋαを用いて回折角（２θ）が５～８０゜の範囲でＸ線回
折測定したときに、前記結晶性シリコチタネートのピークが１以上観察されると共に前記
チタン酸塩のピークが１以上観察され、前記結晶性シリコチタネートの主ピークの高さに
対する前記チタン酸塩の主ピークの高さの比が５％以上７０％以下である、請求項１又は
２に記載の処理方法。
【請求項４】
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前記吸着材は、Ｘ線源にＣｕ－Ｋαを用いて回折角（２θ）が５～８０゜の範囲でＸ線回
折測定したときに、前記チタン酸塩の主ピークが回折角（２θ）８～１０゜以下に観察さ
れる、請求項１～３のいずれかに記載の処理方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明は以下の態様を含む。
［１］一般式：Ｎａ４Ｔｉ４Ｓｉ３Ｏ１６・ｎＨ２Ｏ、（ＮａｘＫ（１－ｘ））４Ｔｉ４

Ｓｉ３Ｏ１６・ｍＨ２Ｏ及びＫ４Ｔｉ４Ｓｉ３Ｏ１６・ｌＨ２Ｏ（これらの式中、ｘは０
超１未満の数を示し、ｎ、ｍ及びｌはそれぞれ０～８の数を示す。）で表される結晶性シ
リコチタネートから選ばれる少なくとも一種と、一般式：Ｎａ４Ｔｉ９Ｏ２０・ｑＨ２Ｏ
、（ＮａｙＫ（１－ｙ））４Ｔｉ９Ｏ２０・ｒＨ２Ｏ及びＫ４Ｔｉ９Ｏ２０・ｔＨ２Ｏ（
これらの式中、ｙは０超１未満の数を示し、ｑ、ｒ及びｔはそれぞれ０～１０の数を示す
。）で表されるチタン酸塩から選ばれる少なくとも一種を含む、セシウム又はストロンチ
ウムの吸着材であって、粒径２５０μｍ以上１２００μｍ以下の粒子状に成形され、湿潤
状態で０．１Ｎ以上の強度を有する吸着材を１０ｃｍ以上３００ｃｍ以下の層高で充填し
た吸着塔に、放射性セシウム及び放射性ストロンチウムを含有する放射性廃液を通水線流
速（ＬＶ）２ｍ／ｈ以上４０ｍ／ｈ以下、空間速度（ＳＶ）１１ｈ－１以上２００ｈ－１

以下で通水して、当該吸着材に放射性セシウム及び放射性ストロンチウムを吸着させるこ
とを含む、放射性セシウム及び放射性ストロンチウムを含有する放射性廃液の処理方法。
［２］前記放射性廃液は、Ｎａイオン、Ｃａイオン及び／又はＭｇイオンを含む廃液であ
る、［１］に記載の処理方法。
［３］前記吸着材は、Ｘ線源にＣｕ－Ｋαを用いて回折角（２θ）が５～８０゜の範囲で
Ｘ線回折測定したときに、前記結晶性シリコチタネートのピークが１以上観察されると共
に前記チタン酸塩のピークが１以上観察され、前記結晶性シリコチタネートの主ピークの
高さに対する前記チタン酸塩の主ピークの高さの比が５％以上７０％以下である、［１］
又は［２］に記載の処理方法。
［４］前記吸着材は、Ｘ線源にＣｕ－Ｋαを用いて回折角（２θ）が５～８０゜の範囲で
Ｘ線回折測定したときに、前記チタン酸塩の主ピークが回折角（２θ）８～１０゜以下に
観察される、［１］～［３］のいずれかに記載の処理方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　本発明の処理方法は、Ｎａイオン、Ｃａイオン及び／又はＭｇイオンを含む廃液の除染
に適する。
　本発明は以下の態様を含む。
（１）一般式：Ｎａ４Ｔｉ４Ｓｉ３Ｏ１６・ｎＨ２Ｏ、（ＮａｘＫ（１－ｘ））４Ｔｉ４

Ｓｉ３Ｏ１６・ｍＨ２Ｏ及びＫ４Ｔｉ４Ｓｉ３Ｏ１６・ｌＨ２Ｏ（これらの式中、ｘは０
超１未満の数を示し、ｎ、ｍ及びｌはそれぞれ０～８の数を示す。）で表される結晶性シ
リコチタネートから選ばれる少なくとも一種と、一般式：Ｎａ４Ｔｉ９Ｏ２０・ｑＨ２Ｏ
、（ＮａｙＫ（１－ｙ））４Ｔｉ９Ｏ２０・ｒＨ２Ｏ及びＫ４Ｔｉ９Ｏ２０・ｔＨ２Ｏ（
これらの式中、ｙは０超１未満の数を示し、ｑ、ｒ及びｔはそれぞれ０～１０の数を示す
。）で表されるチタン酸塩から選ばれる少なくとも一種を含む、セシウム又はストロンチ
ウムの吸着材であって、粒径２５０μｍ以上１２００μｍ以下の粒子状に成形された吸着
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材を１０ｃｍ以上３００ｃｍ以下の層高で充填した吸着塔に、放射性セシウム及び放射性
ストロンチウムを含有する放射性廃液を通水線流速（ＬＶ）１ｍ／ｈ以上４０ｍ／ｈ以下
、空間速度（ＳＶ）２００ｈ－１以下で通水して、当該吸着材に放射性セシウム及び放射
性ストロンチウムを吸着させることを含む、放射性セシウム及び放射性ストロンチウムを
含有する放射性廃液の処理方法。
（２）前記放射性廃液は、Ｎａイオン、Ｃａイオン及び／又はＭｇイオンを含む廃液であ
る、（１）に記載の処理方法。
（３）前記吸着材は、Ｘ線源にＣｕ－Ｋαを用いて回折角（２θ）が５～８０゜の範囲で
Ｘ線回折測定したときに、前記結晶性シリコチタネートのピークが１以上観察されると共
に前記チタン酸塩のピークが１以上観察され、前記結晶性シリコチタネートの主ピークの
高さに対する前記チタン酸塩の主ピークの高さの比が５％以上７０％以下である、（１）
又は（２）に記載の処理方法。
（４）前記吸着材は、Ｘ線源にＣｕ－Ｋαを用いて回折角（２θ）が５～８０゜の範囲で
Ｘ線回折測定したときに、前記チタン酸塩の主ピークが回折角（２θ）８～１０゜以下に
観察される、（１）～（３）のいずれかに記載の処理方法。
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